     真空与薄膜技术     教学大纲

课程编号：07020050
课程英文名：Vacuum and Thin Film Technology
课程性质：专业选修课
课程类别：专业选修课
先修课程：高等数学

学    分：3
总学时数：54
周学时数：3
适用专业：应用物理
适用学生类别：内、外招生
开课单位：物理系
1、 教学目标及教学要求
课程的教学目标是使学生了解和掌握有关真空技术、薄膜技术和薄膜材料方面的知识。具体任务是向学生比较系统的介绍真空的基本概念，真空的获得和真空的测量以及真空泵的原理及使用；各种固体薄膜制膜技术及其原理, 薄膜的生长, 薄膜的结构、缺陷以及薄膜的各种性质用途等。除课堂讲授外，我们还将安排参观。                                                       
2、 本课程的重点和难点
     真空的获得和真空的测量；真空泵的原理及使用。真空蒸发原理。薄膜的概念。膜厚的测量。溅射镀膜原理；溅射镀膜类型。离子镀膜原理；离子轰击的作用。化学气相淀积的基本原理。化学镀与化学反应沉积法的区别；阳极氧化法与电镀法的区别。核形成与薄膜生长。薄膜的结构与缺陷；薄膜结构与组分分析法。金属膜的电学性质；介质薄膜的电学性质；半导体薄膜的性质。
3、 主要实践性教学环节及要求
 参观广州光机电中心镀膜车间和本系的镀膜实验室，使学生了解实际的镀膜过程。并参阅《暨南大学本科实验教学大纲》。
四、教材与主要参考文献

   教材：杨邦朝 王文生 薄膜物理与技术 电子科技大学出版社
         王欲知 真空技术 四川科学技术出版社
 主要参考文献：
郑伟涛 薄膜材料与薄膜技术 化学工业出版社

       唐伟忠 薄膜材料制备原理、技术及应用 冶金工业出版社
五、考核形式与成绩计算
      考试采取“闭卷”(占70%)与“平时成绩”(占30%)相结合的方式进行。“平时成绩”包括平时作业、小测验、考勤等。
六、基本教学内容
       导 论  
【教学目的要求】

     使学生了解本课程的教学内容，教学目的要求。了解固体薄膜的概念。
【重点难点】

     固体薄膜的概念。
【教学时数】 1学时
第一章   真空技术基础   

【教学目的要求】

        掌握真空的基本知识，包括真空的基本概念，真空的获得，真空的测量，真空泵的原理及使用。

【教学内容】

  §1-1 真空的基本知识

§1-2 稀薄气体的基本性质

§1-3 真空的获得 真空泵的原理及使用
§1-4 真空的测量
【重点难点】

     真空的获得，真空泵的原理及使用，真空的测量。
【教学时数】 7学时
第2章 真空蒸发镀膜法

【教学目的要求】

     掌握真空蒸发镀膜方法；膜厚和淀积速率的测量与监控。

【教学内容】

  §2-1 真空蒸发原理

§2-2 蒸发源的蒸发特性及膜厚分布

§2-3 蒸发源的类型

§2-4 合金及化合物的蒸发

§2-5 膜厚和淀积速率的测量与监控
【重点难点】

    真空蒸发镀膜原理；膜厚的测量。
【教学时数】 7学时
第3章 溅射镀膜

【教学目的要求】

     掌握溅射镀膜方法；了解溅射镀膜类型；获得溅射膜厚度均匀性方法。
【教学内容】

  §3-1 溅射镀膜的特点

§3-2 溅射的基本原理

§3-3 溅射镀膜类型

§3-4 溅射镀膜的厚度均匀性
【重点难点】

    溅射镀膜原理；溅射镀膜类型。
【教学时数】 4学时
第4章 离子镀膜

【教学目的要求】

     掌握离子镀膜方法；了解离子镀膜的特点及离子镀膜类型；

【教学内容】

    §4-1 离子镀原理

§4-2 离子镀的特点

§4-3 离子轰击的作用

§4-4 离子镀的类型
【重点难点】

    离子镀膜原理；离子轰击的作用。
【教学时数】 4学时
第5章 化学气相淀积

【教学目的要求】

     了解化学气相淀积的基本原理及化学气相沉积的特点。
【教学内容】

    §5-1 化学气相淀积的基本原理

§5-2 化学气相沉积的特点

§5-3 
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§5-4 低压化学气相沉积
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§5-5 等离子体化学气相沉积

§5-6 其他化学气相沉积法
【重点难点】

   化学气相淀积的基本原理。
【教学时数】 6学时
第6章 溶液镀膜法
【教学目的要求】

     了解溶液镀膜的各种方法。
【教学内容】

    §6-1化学反应沉积

§6-2 阳极氧化法

§6-3 电镀法

§6-4 
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膜的制备
【重点难点】

    化学镀与化学反应沉积法的区别；阳极氧化法与电镀法的区别。
【教学时数】 5学时
第7章 薄膜的形成
【教学目的要求】

     了解薄膜形成过程中核的形成与薄膜的生长模式；溅射薄膜、外延薄膜的形成过程；薄膜形成过程的计算机模拟。
【教学内容】

    §7-1 凝结过程

§7-2 核形成与生长

§7-3 薄膜形成过程与生长模式

§7-4 溅射薄膜的形成过程

§7-5 薄膜的外延生长
§7-6 薄膜形成过程的计算机模拟

【重点难点】

    核形成与薄膜生长。
【教学时数】 6学时
第8章 薄膜的结构与缺陷
【教学目的要求】

     了解薄膜的结构与缺陷；薄膜结构与组分分析方法。
【教学内容】

    §8-1 薄膜的结构

§8-2 薄膜的缺陷

§8-3 薄膜结构与组分分析

【重点难点】

    薄膜的结构与缺陷；薄膜结构与组分分析法。
【教学时数】 6学时
第9章   薄膜的性质
【教学目的要求】

     了解薄膜各方面的性质及应用。
【教学内容】

    §9-1 薄膜的力学性质

§9-2 金属膜的电学性质

§9-3 介质薄膜的电学性质

§9-4 半导体薄膜的性质

§9-5 薄膜的其他性质

【重点难点】

    金属膜的电学性质；介质薄膜的电学性质；半导体薄膜的性质。
【教学时数】 8学时
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